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Slovni vyjadreni, komentare a pripominky vedouciho/oponenta:

Autor se v predloZené bakalarské praci zabyva pripravou vrstev oxidl ceru
magnetronovym napraSovanim a jejich charakterizaci pomoci metody XPS po pripravé in-situ a
po expozici na vzduchu za atmosferického tlaku.

Soucasti jeho prace bylo i otestovani nového zatizeni (magnetronu) pro naprasovani, to
obnaselo spoluticast na navrhu vylepSeni oproti ptivodni verzi a také sestaveni zarizeni z
vyrobenych dilt.

V této experimentalné zamérené praci prokazal autor zvladnuti obsluhy zafizeni a metod XPS a

magnetronového naprasovani. I prestoZe se vyskytly v pribéhu prace necekané komplikace (napr.
necistoty v pripravenych vrstvach), byly nakonec ziskany zajimavé vysledky.

ZkuSenosti, které autor ziskal v priibéhu feSeni, miiZze velmi dobte uplatnit pfi navazujicim studiu
problematiky.

Bakalarska prace ma vysokou odbornou i technickou drovei a spliiuje na ni kladené poZadavky.

Pripominky:

* VyuZivani slova ,,energeticky” (analyzator, spektrum, atd ...) - napt. odstavec 2.2.2 nebo 3.1:
dle mého nazoru je vhodnéjsi pouZivat termin ,,energiovy“. PfestoZe v pouZivani téchto
termint neexistuje shoda, druhy z nich 1épe vystihuje funkci a vlastnost pfislusného objektu.

* Odstavec 2.1.3: ,Magnetické pole .... je orientované paralelné s povrchem terce.“:
Magnetické pole v okoli terce je zejména u planarniho magnetronu zna¢né nehomogenni!
Potom je pohyb nabitych c¢astic v tomto poli (navic v kombinaci s elektrickym polem) obecné
slozity. ITlustrace pohybu elektronti pomoci ,,proudové smycky“ neni dle mého nazoru prilis
vhodna.

* Tabulka 4.1: poloha v" je uvedena 897.435 eV — nema byt o 1 eV vy3si? Poloha piku u™ je
obvykle udavana cca 916,8 eV, coZ ostatné souhlasi mimo jiné s obr. 4.6. P¥i splitu
cca 18,4 eV tomu odpovida poloha v'" na hodnoté cca 898,4 eV.

* Co znamend jednotka “eps” na svislé ose v grafech s XPS spektry (kap. 4)?

Pripadné otazky pri obhajobé a naméty do diskuze:

» Jakym zptsobem by se dalo ovéfit, zda je pripravena vrstva spojitd/ nespojita ?

* Mohlo pridani clony pred magnetron (kapitola 4.3) také ovlivnit rychlost naprasovani?

* Byl v pripadé vzorku H v XPS spektru zjiStén uhlik? Bylo také méreni opakovano po expozici
na atmosfére?

* Ohledné Tab. 5.1: Byl pomér C 3d/ O 1s opraven na citlivostni faktory XPS?
Dalo by se ocekavat, Ze zejména u vrstev s vétsi tloust’kou a stechiometrii CeO, by mél pomér
vyjit blizky ¢islu 1/2.
NemtiZe byt v pfipadé velmi tenkych pfipravenych vrstev zvySené mnoZzstvi kysliku zptisobeno
tim, Ze Cast signalu pochazi z pfirozené vrstvy oxidu na povrchu substratu - zejména na
povrchu Si waferti (vzorek F) se nachazi vrstva SiO, ?
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